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摘要(译)

提供：一种液晶显示装置的制造方法，该制造方法能够有效且稳定地对
液晶显示装置的取向膜进行取向处理，其中在像素区域中形成多个畴;和
用于对准处理的曝光装置。一种液晶显示装置的制造方法，包括：第一
基板;面向第一基板的第二基板;在基板之间设置液晶层;第一取向膜设置
在第一基板的液晶层侧表面上;第二取向膜设置在第二基板的液晶层侧表
面上，其中制造方法包括使第一取向膜和/或第二取向膜在多个像素区域
上连续地进行扫描曝光，以及扫描曝光包括曝光第一取向膜和/或第二取
向膜，同时在反平行方向上扫描每个像素区域的内部多于一次，以在每
个像素区域中形成用于将液晶分子对准到表面的区域。第一取向膜和/或
第二取向膜沿反平行方向。
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